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完全にランダムであることを統計的な意味での基準とした 光学素子の精度や測定対
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● 高精度計測

サブナノオーダの計測が可能（計測精度は単に用いるデータ点数で決定）

● 非接触・無侵襲測定

● 簡単な光学系

● 測定の絶対基準点を必要としない
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スペックルパターンの重ね合わせによる干渉パターンを取得

③物体の変化や移動に伴う干渉パターンが、逐次フレーム目盛

上に取り込まれ、コンピュータで画像を処理

① MEMSなど微小機構部品の動作解析

② ひずみゲージが適用できない用途

高分子材料、微小接合部品の変形や熱ひずみ特性の計測

③ 生物試料
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